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CO2 • CO2 (a) 
C2H2 • CzHz (a) • C2H2- X (a) 十 xH (a) 
CZH4 ご C2H4 (a)..ご C2Hz (a) 十 2H (a) 
Hz 己 2H (a) 
CZH4 (a) 十 2H (a) • C2H6 
(5) 









H2 ご 2H (a) 
C2H2 • C2H2 (a)ご C2H2_x (a) 十 xH (a) 









れ以外の活性点に関しては未だ明らかでない。その解明のため，本論文では， 380 0C で熱処理し結晶
化の進んだ還元ニッケル粉末を用い，下記関連四反応の比較検討を試みた。 (C2H2 (a) , C2Hx (a) は
吸着物を示す。)
仕) エチレンの自己水素化反応，
2 C2H4 → C2H6 十 C2H2 (a) 
(2) エチレンの水素化反応，
C2H4 十 H2 → C2H6
(3) アセチレンの自己水素化反応，
(6-x) C2H2 • (2-x) C2H6 十 4C2Hx (a) 
(4) アセチレンの水素化反応，
C2H2 -卜 2 H2 • C2H6 
そのために(2)の反応の進行 1~I:l の吸着量の測定を行ない，さらに還元ニッケノレ上には二酸化炭素が不
均質に前吸着される事実を考慮すると，つぎの結論が導かれた。
まずは)の反応では，二酸化炭素の前吸着率Qの増加と共に，ニッケルの活性が直線的に減少し，約
Q =0.4-0.5で消失する事実を見出し，乙れを触媒面にはエチレンを解離できる強い活性の部分 (S
似域)と，単 lこ水素化のみが可能な弱い活性の部分 (W領域)が存在することを提唱した。ついでこ
の両傾域の存在を仮定すると共に，吸着力の大きいアセチレンでは均質的に母効果を示す事実との比
較，吸着水素の表而移動性などを考慮すると，他の関運 3 反応の示す実験事実もすべてよく説明でき
ることを示した。なお，ここに見出されたニッケノレ面の不均質性はおそらく結晶面による反応の差で
あろうと示唆した。
以上を要するに，寺谷君は再現性に之しい触媒反応において，種々実験上の困難を克服し，甚だ主
要な結果を得ることができた。またその他共著ではあるが，すぐれた論文をすでに内外の学術雑誌に
発表しておることをあわせ考えて，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認めた。
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